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負責教授：林啟瑞 教授 (e-Mail: crlin@ntut.edu.tw) 
國立交通大學機械博士 

位置及連絡：綜科館機械系 B01 

分機2050 網址http://diamond.me.ntut.edu.tw/
一、主要研究方向
· 鑽石膜技術開發與應用 
· [image: image3.jpg]


機電整合與RFID應用
· RF（非晶形鑽石鍍膜）、DC濺鍍（金屬鍍膜）

· CVD（鑽石薄膜被覆）

· 電漿表面改質
· 智慧型自動化控制系統
二、研究設備
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1. 物理氣相沉積 (Physical vapor deposition)

      射頻磁控濺鍍設備，可以通入氮氣、氫氣、氬氣等反應氣體、使用13.56 MHz
      的交流電，使真空腔室內產生電漿，並以電漿離子因為自我偏壓的效應撞擊靶材，
      使靶材原子沉積在基板上形成薄膜，本系統可以製作銀、鋁、銅等各式金屬薄膜，
      以及類鑽碳、氮化鈦等非金屬膜。
2. 化學氣相沉積 (Chemical vapor deposition)
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   微波電漿化學氣相沉積系統，可通入氮器、氫氣、甲烷等反應氣體，微波產生器頻
   率為2.54 GHz，最大功率為2000 W，本實驗室使用此設備生產鑽石膜、類鑽膜、
   類鑽尖錐薄膜、奈米碳管等各式薄膜，並進行薄膜特性研究。
3. 微波電漿噴射化學氣相沈積系統( Microwave Plasma Jet Chemical Vapor Deposition ) 
主要功能可用於電漿表面改質、複合鍍膜電漿強化表面處理、高準直性奈米碳管快速
成長及電漿處理、高附著性及硬度之類鑽複合膜成長、以電漿處理促進表面均勻成核
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、塑膠表面改質強化、光學玻璃表面處理、利用真空旋轉機構，進行大面積表面成長
或表面處理。
三、研究成果代表例
  1.第四屆龍騰微笑入圍前16名
 獲獎名稱：無指紋的世界。
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  2.第五屆上銀科技機械碩士論文競賽-特別獎

 獲獎名稱：遠端監控智慧型微波電漿化學氣相沈積系統成長具有特定結構與性能之
 米碳管之研究。
  3.第四屆上銀科技機械碩士論文競賽-特別獎
    獲獎名稱：低溫沈積類鑽碳薄膜於PET耳機振動膜之頻率響應研究。
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  4.第三屆上銀科技機械碩士論文競賽-特別獎
    獲獎名稱：以新穎之微波電漿束化學氣相沉積法進行奈米碳管及鑽石膜之圖案成長
  5.教育部2004年奈米科技競賽第一名
 題目：可操控性的超級抗反射之奈米針尖陣列
  6.國科會上傳的微晶立方角反光膜研究計畫成果被接受並典藏
四、研究論文
1. Chii-Ruey Lin, “High-Gain Photoconductivity and Oxygen Effect on Surface Transport in Semiconducting InN         Nanowires,” Nano Letters, (nl-2009-00518h), (Accepted February, 2009)
2.Mu-Jung Kao, Chil-Ruey Lin,“Evaluating the Role of Spherical Titanium Oxide Nanoparticals in Reducing Friction between two pieces of Cast Iron, ”Journal of Alloys and Compounds, Accepted 27 July2008 (Article in Press)
3. Chun-Hsi Su, Chii-Ruey Lin, Guo-Tsai Liau, Ching-Yu Chang, “Study on site-selective growth of carbon nanotubes and diamond films with barrier layers,” Journal of Manufacturing Science and Engineering, American Society of Mechanical Engineering, (Accepted 12 June, 2008.). (SCI)
4. Chun-Yeon Lin, Chun-Hsi Su, Chih-Ming Hsu, Chii-Ruey Lin, “Improvement for the Microcrystalline Cube Corner Reflective Structure and Efficiency,” Japanese Journal of Applied Physics, 47 (2008) pp.5693-5701. (SCI)(EI)
五、未來的發展

1.無指紋度層 2.高級導熱膜 3.靶材的製作 4.連續鍍膜設計 5.RFID的應用 6.機電整合 7.RFID ROBOT 








































